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１．概要（Summary） 

近接場光を用いてガラスや金属の表面をサブナノメー

トル以下の平面度に研磨する技術を研究レベルから発展

させ、産業界の課題を解決する手段として適応するため

の基礎的な検討を行った。 

 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
汎用 ICP エッチング装置、精密研磨装置、ブレード

ダイサー、形状・膜厚・電気特性評価装置群(レーザー

顕微鏡)、電子顕微鏡 
【実験方法】 
自作した実験装置及び、東大微細加工 PF が所有する

汎用 ICP エッチング装置内に設置した試験ピースに、

装置の外部からレーザー光を入れて光研磨（近接場光

エッチング）をする加工実験を行った。試験ピースとし

て、ブレードダイサーによりダイシングしたガラス、光学レ

ンズ、シリコンウェハ、金属、一面を物理研磨したプリズム

等を利用した。 
また、各種条件下での実験を行うため、光路系の改

造と専用ステージ作製により、以下の実験を可能とし

た。 
・照射光スポット径可変 
・照射光スポット形状変更（楕円化） 
・レーザー照射位置精度向上 
・全反射光による研磨効果確認 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
現時点では光学系変更と作製治具の検証中のため、

各サンプルについて研磨の定量的評価には至っていな

いが、照射光スポット径、スポット形状の調整、照射位置

精度向上を確認した。 
近接場光エッチングが最も顕著に生じると予測される全

反射状態について、物理研磨により意図的に一面を粗し

たプリズムを用いた検証実験の手順を構築し、予備的な

照射実験（Fig.1）を実施した。全反射面の面精度改質を

行う基礎的な実験の課題抽出を行っている。 
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Fig.1 Total internal reflection light near-field 
light polishing experiment (prism) 
 
 (a) Prism alone (b) Polishing in progress 

(a) (b)


